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図 3  CoFeB/Ta/[Co/Pd (Pt)]積層構造を記録層に用い
た磁気トンネル接合の熱安定性指数と磁化反転閾値電
流の磁界依存性。 
図 2  CoFeB/Ta/[Co/Pd (Pt)]積層構造を記録層に用い
た接合サイズ15 (13) nmの磁気トンネル接合の電流-電
圧曲線。 
図 1 FMR 測定による CoFeB/Ta/[Co/Pt (Pd)]積層構造
の、(a) 共鳴周波数の垂直磁界依存性、(b) 半値幅の共
鳴周波数依存性と、評価した磁気特性。 







































Material 0HKperp (mT) a
CoFeB/Ta/[Co/Pd] -111 0.017 (±0.0025)



















CoFeB層とCo/Pt (Pd)多層膜を積層したCoFeB/Ta/[Co/Pt (Pd)]積層構造を記録層に用いた接合サイズ 20 nm以下の
微細磁気トンネル接合で 60以上の高熱安定性指数を実証し、高垂直磁気異方性を有する強磁性層とCoFeB 層を
積層することで、高熱安定性指数と高トンネル磁気抵抗比を有する微細磁気トンネル接合を実現できることを示
した。また電流誘起磁化反転特性を評価した結果より、2 つの強磁性層が結合した記録層を用いた磁気トンネル
接合においても、低磁気ダンピング定数を有する記録層を用いることで低磁化反転閾値電流が期待されることを
示した。したがって、高垂直磁気異方性と低磁気ダンピング定数を有する強磁性層をCoFeB層と積層することで、
高性能な微細垂直磁化容易磁気トンネル接合が実現可能であることを示した。面内磁化容易磁気トンネル接合に
関しては、微細磁気トンネル接合で高性能を得るための設計指針と、その指針に基づいて作製した微細面内磁化
容易磁気トンネル接合の実験結果について述べた。また、本実験結果より、さらに微細な垂直・面内磁気トンネ
ル接合において高性能を得るための今後の展望について示した。 
